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１．概要（Summary） 
中性子線の位相を利用したイメージングに必要な吸収

格子は狭ピッチ、高アスペクト比が要求されるため、作製

が難しい。シリコン微細加工技術により格子モールドを

（64 mm × 64 mm）の領域で作製し、これにガドリニウム

（Gd）を斜め蒸着することにより試作した。作製は東北大

学ナノテク融合技術支援センターの設備を利用して行っ

た。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

レーザ描画装置、DeepRIE 装置#1、レーザ／白色光

共焦点顕微鏡、ケミカルドライエッチング装置 
【実験方法】 

525 µm Si ウェハーに TSMR-V90LB 27cP を 5000 
rpm にてスピンコータで塗布し、レーザ描画装置で格子

パターンを直接露光した。次に、Deep-RIE を用いてシリ

コンの深掘りエッチングを行い、深さ 10 µm、Si 壁厚 1 
µm の Si 格子モールドを形成した。壁厚の調整は必要に

応じてケミカルドライエッチング装置により行った。格子パ

ターンはレーザ／白色光共焦点顕微鏡により確認した。

芝浦スパッタ装置によりCrの接着層を40 nm成膜した後、

抵抗加熱型蒸着機により Gd 斜め蒸着を行ない、高さ 15 
µm 程度の Gd 格子を作製した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した中性子吸収格子をFig. 1に示す。Siモールド

の壁面に蒸着した Gd を Fig. 2 に示す。蒸着した Gd 膜

の大面積均一化、高密度化に関して検討している。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
・競争的資金：ERATO(JST)百生量子ビーム位相イメー

ジングプロジェクト 
 

 
Fig. 1 Picture of Gd grating  
for neutron interferometry. 

 

 
Fig. 2 Cross-sectional SEM image of Gd patterns 
evaporated obliquely on Si mold. 
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